
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さ０．３～１．２（ｍｍ）の基板の一主面上に少なくとも反射膜を形成し、その上に
厚さ３～１７７（μｍ）の光透過層を形成する光記録媒体の製造方法であって、
　上記光透過層の少なくとも一部を、カチオン重合反応により硬化される

光硬化型樹脂を配し、これに光を照射して光硬化をさせた
ことを特徴と

する光記録媒体の製造方法。
【請求項２】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、基板の一主面側に少なくとも反射膜を有し、その上に必要に応じて記録層を
有し、さらに光透過層が形成されており、上記光透過層側からレーザ光を照射して情報の
再生または記録再生を行う光記録媒体 光透過層を形成する材料を規定することにより、
スキューが小さく抑えられ、表面の硬度も確保されて、良好な信頼性が確保される光記録
媒 製造方法に係わるものである。
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エポキシ樹脂を
含有する 後に、波長３００（ｎ
ｍ）以下の遠紫外線を照射して上記光硬化型樹脂の表面の反応を促進させる

上記光透過層が、ラジカル重合反応に光硬化型樹脂を形成して硬化した後、その上にカ
チオン重合反応により硬化されるエポキシ樹脂を含有する光硬化型樹脂を配し、これに光
を照射して光硬化をさせることを特徴とする請求項１記載の光記録媒体の製造方法。

の

体の



【０００２】
【従来の技術】
　近年、データ記録の分野においては光学データ記録方式に関する研究が各所で進められ
ている。この光学データ記録方式は、非接触で記録・再生が行えること、磁気記録方式に
比べて一桁以上も高い記録密度が達成できること、再生専用型、追記型、書換可能型のそ
れぞれのメモリー形態に対応できる等の数々の利点を有し、安価な大容量ファイルの実現
を可能とする方式として産業用から民生用まで幅広い用途の考えられているものである。
【０００３】
　その中でも特に、再生専用型のメモリー形態に対応した光ディスクであり、音楽データ
が記録されたデジタルオーディオディスクや画像データが記録された光学式ビデオディス
ク等は広く普及している。
【０００４】
　上記デジタルオーディオディスク等の光ディスクは、データ信号を示すピットやグルー
ブ等の凹凸パターンが形成された厚さ１．２（ｍｍ）程度の透明基板の凹凸パターンが形
成された一主面上にアルミニウム膜等の金属薄膜よりなる反射膜が形成されて記録層とな
され、さらにこの反射膜を大気中の水分，Ｏ 2  から保護するための保護膜が上記反射膜上
に形成された構成とされる。
【０００５】
　さらに、最近では画像、音楽、コンピュータデータ等の多様なデータを記録するための
ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ  Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ  Ｄｉｓｃ、以下、ＤＶＤと称する。）も上
市されている。このＤＶＤにおいては、基板の厚さを０．６（ｍｍ）程度として短波長の
光学系に対応可能とするとともに高開口数化された光学系に対応可能として高記録密度化
するようにしている。
【０００６】
　また、書換可能型のメモリー形態に対応したものとしては、光磁気ディスクや相変化型
光ディスクが挙げられる。
【０００７】
　例えば、上記書換可能型のメモリー形態に対応した光磁気ディスクは、以下に示すよう
な構成を有する。すなわち、厚さ１．２（ｍｍ）程度の透明基板の一主面上に窒化珪素等
の透明誘電体膜が形成され、その上にＴｂＦｅＣｏ等の光磁気記録膜が記録層として形成
され、さらに窒化珪素等の透明誘電体膜が形成され、さらにはアルミニウム膜等の反射膜
が形成され、さらにまた紫外線硬化型樹脂等よりなる保護膜が形成された構成とされる。
このような光磁気ディスクとしては、例えば直径６４（ｍｍ）程度の小型の光磁気ディス
ク等が広く普及している。
【０００８】
　また、上記書換可能型のメモリー形態に対応した相変化型光ディスクは、以下に示すよ
うな構成を有する。すなわち、透明基板の一主面上に窒化珪素等よりなる透明誘電体膜が
形成され、その上にカルコゲン化合物等よりなる相変化記録膜が形成され、さらに窒化珪
素等の透明誘電体膜が形成されて記録層をなし、さらにはアルミニウム膜等の反射膜が形
成されている。そして、透明基板側から光を照射して光学的に情報の記録再生を行う。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　このような状況の中、更なる次世代の光記録媒体として、特願平９－１０９６６０号公
報に示すような片面にＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ  Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ  Ｓｙｓｔｅｍ
 Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）方式で４時間の再生又は記録再生が可能な光記録媒体が提案され
ている。
【００１０】
　前述の再生専用型のメモリー形態に対応した光ディスクの大容量化やＤＶＤの大容量化
への要求が高まっていることから、上記光記録媒体においては、これら光ディスクやＤＶ
Ｄに代わる大容量を有する新しい記録媒体としての機能を備えることを目的としている。
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【００１１】
　さらには、上記光記録媒体においては、家庭用ビデオディスクレコーダーとして４時間
の記録再生を可能とすることにより、現在主流とされているビデオテープレコーダー（Ｖ
ｉｄｅｏ  Ｔａｐｅ  Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）に代わる新しい記録媒体としての機能を備えるこ
とを目的としている。
【００１２】
　また、この光記録媒体においては、音楽データが記録されたデジタルオーディオディス
クやＤＶＤ等の再生専用型の光ディスク、直径６４（ｍｍ）程度の小型の光磁気ディスク
等と同じ形状、サイズとすることにより、これらのディスクの手軽さ、使い勝手に慣れ親
しんだユーザーにとって使いやすい製品とすることも考えられている。さらに、この光記
録媒体においては、形状をディスク状とすることにより、ディスク形状の最大の特徴であ
るアクセスの速さを利用し、小型、簡便な記録媒体というだけでなく、瞬時の録画再生や
トリックプレイや編集といった多彩な機能を盛り込むことも考えられている。
【００１３】
　そこで、上記光記録媒体においては、このような多彩な機能を盛り込むべく、８（ＧＢ
）以上の記憶容量が要求されている。
【００１４】
　ところが、従来の光記録媒体の中で基板の一主面側に情報が記録される光記録媒体の何
れにおいても８（ＧＢ）の記憶容量は達成されていない。例えば、高記憶容量とされてい
るＤＶＤにおいても、波長λが０．６５（μｍ）、光学系の開口数（以下、ＮＡと称する
。）が０．６とされて、４．７（ＧＢ）の記憶容量しか確保されていない。
【００１５】
　そこで、上記のような光記録媒体においては、上述のＤＶＤ以上に短波長の光学系に対
応可能とされて高記録密度化されるとともに、高開口数化された光学系に対応可能とされ
て再生光のスポット径を小さくして、これに合わせて記録を行うことで、高記録密度化さ
れることが望まれている。
【００１６】
　そして、上記のように短波長の光学系に対応可能とされて且つ高開口数化された光学系
に対応可能とすると、再生光が照射されてこれが透過する部分の厚さを薄くする必要があ
る。これは、高開口数化に伴い、光学ピックアップの光軸に対してディスク面が垂直から
ズレる角度（チルト角）により発生する収差の許容量が小さくなるためであり、このチル
ト角により発生する収差は再生光が透過する部分の厚さが厚いほど大きくなるためである
。
【００１７】
　そこで、上記のような光記録媒体においては、例えば基板の一主面上に凹凸部を形成し
、その上に反射膜を設けて記録層とし、さらにこの上に光を透過する薄膜である光透過層
を設けるようにし、光透過層側から再生光を照射して記録層のデータを再生するようにし
たり、基板の一主面上に反射膜を設け、その上に少なくとも相変化型記録膜、光磁気記録
膜、有機色素型記録膜等といった記録膜を形成して記録層とし、さらにこの上に光を透過
する薄膜である光透過層を設けるようにし、光透過層側から光を照射して記録層に対して
データを記録及び再生するようにしている。このようにすれば、光透過層を薄型化してい
くことで光学系の高開口数化に対応可能である。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、上述のような光記録媒体においては、基板の厚さを０．３～１．２（ｍｍ）
としており、光透過層の厚さを３～１７７（μｍ）としている。そして、これを製造する
にあたっては、基板の一主面側に必要に応じて凹凸部を形成しておき、当該主面に少なく
とも反射膜を形成し、さらに必要に応じて記録膜を形成する。そして、この上に例えばラ
ジカル重合反応により硬化される光硬化型樹脂である、例えばエポキシアクリレート系紫
外線硬化型樹脂を配し、これを硬化して光透過層を形成している。
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【００１９】
　しかしながら、上記紫外線硬化型樹脂は、光硬化時に収縮し、その体積収縮率は約７～
１２（％）と大きく、この収縮により光記録媒体全体が反ってしまうという不都合が発生
する。例えば、上記体積収縮率が８（％）で、ヤング率が２８（ＭＰａ）のエポキシアク
リレート系紫外線硬化型樹脂を使用し、厚さ１００（μｍ）の光透過層を形成すると、光
ディスクの径方向の反りであるスキューは、半径４０（ｍｍ）の位置で０．８°、半径５
５（ｍｍ）の位置で１．１゜となる。上記光記録媒体においては、記録再生光学系の波長
及び光透過層の厚さを考慮すると、スキューは０．４°以下とされることが好ましく、上
記のようにして製造した光記録媒体においては、これを達成するのは困難である。
【００２０】
　また、このような光記録媒体においては、紫外線硬化型樹脂の収縮による応力と経時変
化に伴って、光記録媒体のスキューが増加し、基板上の情報が記録される部分から光透過
層が剥がれてしまうこともある。
【００２１】
　上記のような光透過層を形成する材料としては、収縮率は高いものの、低ヤング率であ
り、ラジカル重合反応により硬化されるウレタンアクリレート系樹脂も挙げられる。この
ような材料により光透過層を形成した場合、光記録媒体全体のスキューは低減できるもの
の、光透過層の表面が柔らかく、光学ピックアップ装置等が衝突してしまった場合にその
表面に傷が発生し易く、情報の再生が不可能となってしまうといった不都合が生じる。
【００２２】
　さらに、上記のようなラジカル重合反応により硬化される光硬化型樹脂で光透過層を形
成する場合、通常、従来より光記録媒体の製造に使用されているスピンコート法により光
硬化型樹脂を塗布し、これに光を照射して硬化させて光透過層を形成する。このため、例
えば１００（μｍ）の厚さの光透過層を形成しようとする場合に、上記光硬化型樹脂には
２５（℃）の雰囲気中において１０００～８０００（ｍＰａ・ｓ）程度の粘度特性が要求
される。しかしながら、このような粘度特性と、低コスト、低体積収縮率、高硬度、耐環
境性、高透過率、記録膜や反射膜への密着性といった特性の両者を満たすようなラジカル
重合反応により硬化される光硬化型樹脂は現在開発されていない。
【００２３】
　そこで本発明は、従来の実状に鑑みて提案されるものであって、光透過層の収縮が抑え
られてスキューが小さく抑えられ、光透過層表面の硬度が確保されて光学ピックアップ装
置等が衝突しても光透過層表面への傷が発生し難く、良好な信頼性が確保される光記録媒

造方法を提供しようとするものである。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するために本発明者等が鋭意検討した結果、光硬化型樹脂の中でも、
カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂においては、末端部のみが反応に寄与し
、主要樹脂が直線状に反応していくため、ラジカル重合反応により硬化されるエポキシア
クリレート系紫外線硬化型樹脂やウレタンアクリレート系樹脂のように３次元網目構造的
に反応が促進せず、収縮率が小さいことを見出した。
【００２５】
　また、上記カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂においては、反応に直接関
与するモノマーの官能基数も、ラジカル重合反応により硬化されるエポキシアクリレート
系紫外線硬化型樹脂やウレタンアクリレート系樹脂と比較して少なく、このことからも網
目構造を取りにくく、収縮率が小さいことを見出した。
【００２６】
　すなわち、本発明は、厚さ０．３～１．２（ｍｍ）の基板の一主面上に少なくとも反射
膜を形成し、その上に厚さ３～１７７（μｍ）の光透過層を形成する

上記光透過層の少なくとも一部を、カチオン重合反応により硬化される
光硬化型樹脂を配し、これに光を照射して光硬化をさせた
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こ
とを特徴とする光記録媒体の製造方法
【００２７】
　また、本発明は、

【００２８】
　本発明 光記録媒体は、基板の一主面上に少なくとも反射膜が形成され
、その上に厚さ３～１７７（μｍ）の光透過層が形成されてなるものであり、上記光透過
層の少なくとも一部が、カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂よりなる。上記
カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂においては、末端部のみが反応に寄与し
、主要樹脂が直線状に反応していくため、３次元網目構造的に反応が促進しないこと、反
応に直接関与するモノマーの官能基数も少なく、網目構造を取りにくいことから、収縮率
が小さい。このため、本発明 光記録媒体は光透過層の収縮が抑えられ、
光記録媒体全体のスキューが小さく抑えられる。
【００２９】
　そして、上記本発明 光記録媒体において、上記光透過層を形成し、カ
チオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂 エポキシ樹脂を含有 、上記
エポキシ樹脂は環状モノマーを含むことから、重合に伴う容積収縮が更に抑えられ、エポ
キシ樹脂の分子の骨格からより高い硬度が確保され、光透過層表面に光学ピックアップ等
が衝突した場合の傷の発生が抑えられる。
【００３０】
　さらに、上記本発明の光記録媒体を製造するにあたって、光透過層の少なくとも一部を
、カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂を配し、これに光を照射して光硬化し
て形成する際に、光硬化させた後、２０～１００（℃）の雰囲気中に保存するようにすれ
ば、光硬化型樹脂の硬化速度が速くなる。
【００３１】
　また、上記光硬化型樹脂に光を照射する光硬化を、相対湿度６０（％ＲＨ）以下の雰囲
気中で行うようにすれば、光硬化型樹脂の硬化速度が速くなる。
【００３２】
　さらにまた、上記光硬化型樹脂に光を照射して光硬化させた後、波長３００（ｎｍ）以
下の遠紫外線を照射する 、光硬化型樹脂表面の反応が促進されて、光硬化型樹脂の
硬化速度が速くなる。これと同時に光硬化型樹脂表面の動摩擦係数が低下し、光透過層表
面に光学ピックアップ等が衝突した場合の傷の発生が抑えられる。
【００３３】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。
【００３４】
　本発明 光記録媒体は、例えば図１に示すように、一主面１ａに凹部２
が形成され、結果として凹凸部を有する基板１の上記一主面１ａ上に反射膜３、記録膜４
が順次積層形成され、さらにこれらの上に光透過層５が形成されてなるものである。
【００３５】
　上記基板１は、厚さ０．３～１．２（ｍｍ）の例えばポリカーボネートよりなる基板で
あり、必要に応じて一主面１ａに凹凸部が形成される。また、上記反射膜３は、一主面１
ａの凹凸部に沿って形成される。さらに、記録膜４は相変化型記録膜、光磁気記録膜、有
機色素型記録膜のうちのいずれかであることが好ましく、やはり一主面１ａの凹凸部に沿
って形成され、上記反射膜３としてはこの記録層４の特性に合わせたものを形成すれば良
い。なお、上記反射膜３と記録膜４はそれぞれ必要に応じて形成され、記録膜４が形成さ
れない場合には再生専用の光記録媒体となり、記録膜４が形成される場合には記録再生用
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３００（ｎｍ）以下の遠紫外線を照射して上記光硬化型樹脂の表面の反応を促進させる
である。

上記光透過層が、ラジカル重合反応に光硬化型樹脂を形成して硬化し
た後、その上にカチオン重合反応により硬化されるエポキシ樹脂を含有する光硬化型樹脂
を配し、これに光を照射して光硬化をさせることを特徴とする光記録媒体の製造方法であ
る。

により製造される

により製造される

により製造される
に しているので

ことで

により製造される



の光記録媒体となる。
【００３６】
　そして、上記光透過層５は、厚さ３～１７７（μｍ）の膜として形成されており、その
表面となる一主面５ａは上記凹凸部を覆う平坦面となされている。さらに、上記光透過層
５は、少なくとも一部が、カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂よりなるもの
である。
【００３７】
　なお、上記光透過層５を形成し、カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂とし
てはエポキシ樹脂を含有するものが好ましい。さらに、上記光透過層５を形成し、カチオ
ン重合反応により硬化される光硬化型樹脂の硬化後の波長４００～８００（ｎｍ）におけ
る分光透過率が８０（％）以上であることが好ましい。
【００３８】
　そして、この光記録媒体に対して情報の再生或いは記録再生を行う場合には、図１中に
示すように、光透過層５側からレンズ６により図中矢印Ｌ１ で示すような光を照射し、所
定の方法で情報の再生或いは記録再生を行う。
【００３９】
　上記本発明 光記録媒体においては、光透過層５の少なくとも一部が、
カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂よりなる。上記カチオン重合反応により
硬化される光硬化型樹脂においては、末端部のみが反応に寄与し、主要樹脂が直線状に反
応していくため、３次元網目構造的に反応が促進しないこと、反応に直接関与するモノマ
ーの官能基数も少なく、網目構造を取りにくいことから、収縮率が小さい。このため、本
発明 光記録媒体は光透過層の収縮が抑えられ、光記録媒体全体のスキュ
ーが小さく抑えられ、良好な信頼性が確保される。
【００４０】
　そして、上記本発明 光記録媒体において、上記光透過層５を形成し、
カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂 エポキシ樹脂を含有する

、上記エポキシ樹脂は環状モノマーを含むことから、重合に伴う容積収縮が更に抑えら
れ、エポキシ樹脂の分子の骨格からより高い硬度が確保され、光透過層表面に光学ピック
アップ等が衝突した場合の傷の発生が抑えられ、より良好な信頼性が確保される。
【００４１】
　上記のような光記録媒体を製造するには、先ず、図１中に示したような基板１を用意し
、この上に必要に応じて反射膜３及び記録膜４を形成する。
【００４２】
　続いて、その上に光透過層５を形成するが、その少なくとも一部を、カチオン重合反応
により硬化される光硬化型樹脂を配し、これに光を照射して光硬化して形成する。
【００４３】
　上記のようなカチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂の光硬化時の一般的な反
応機構を化１～化５に示す。ただし、ここでは、上記光硬化型樹脂がエポキシ樹脂を含有
している例について述べる。
【００４４】
【化１】
　
　
　
　
　
　
【００４５】
【化２】
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【００４６】
【化３】
　
　
　
　
【００４７】
【化４】
　
　
　
　
　
【００４８】
【化５】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４９】
　すなわち、化１及び化２に示すように、光開始剤が光（紫外線）の照射により光分解し
、ルイス酸が発生する。ルイス酸は化３（ただし、化３中においてはＢＦ３ の例のみを示
す。）に示すように、水と反応してＨ＋ を生成する。次に、化４に示されるように上記Ｈ
＋ とエポキシ基を有する化合物を反応させ、この反応物を用い、化５に示されるようにエ
ポキシ樹脂のようなエポキシ基を含むオリゴマーのカチオン重合反応が開始される。この
種のカチオン重合開始剤として典型的なものにアリルジアゾニウム塩が挙げられる。
【００５０】
　ところで、このようなカチオン重合反応は、水等の極性溶媒が雰囲気中に存在すると、
反応が停止してしまう。そこで、上記光硬化を、相対湿度６０（％ＲＨ）以下の雰囲気中
で行うことが好ましい。具体的な手法としては、雰囲気中に乾燥窒素や乾燥空気を導入す
る、雰囲気中にシリカゲル等の乾燥剤を配置する等の手法が挙げられる。このように、相
対湿度を抑えることで、カチオン重合反応が促進され、硬化反応が速くなり、生産性が向
上する。
【００５１】
　上記のようなエポキシ樹脂としては、ビスフェノールＡとエピクロルヒドリンとの縮合
生成物が一般的に挙げられる。このビスフェノールＡ系エポキシ樹脂の特徴としては、他
の物質への接着性が非常に優れており、特に金属用、ガラス用の接着剤として広く使用さ
れている。また、この樹脂においては、硬化の際に水やその他の揮発物を副生することが
なく、体積収縮が少なく、好ましい。
【００５２】
　このようにエポキシ樹脂を含む場合、当該エポキシ樹脂は硬化剤と反応して初めて優れ
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た機械的強度や耐薬品性を確保することができる。このような硬化剤との反応においても
、カチオン重合反応を用いた場合、ラジカル重合反応を用いた場合と異なり、酸素の重合
阻害効果が無い。
【００５３】
　このような硬化剤としては、大きく分けて２種類が挙げられ、アミン系硬化剤と有機酸
無水物系硬化剤が挙げられる。前者は、常温、中温硬化剤として好適であり、後者は高温
硬化剤として好適である。アミン系硬化剤には例えばエポキシ樹脂、アクリロニトリルや
酸化エチレン等を付加させて末端にアミノ基をもつ付加化合物を用いることが多い。また
、脂肪族ポリアミンやＢＦ３ とモノエチルアミン等の付加物も使用される。
【００５４】
　そして、このようにして上記光硬化型樹脂に光を照射して光硬化させた後、２０～１０
０（℃）の雰囲気中に保存すれば、光硬化型樹脂の硬化速度が速くなり、生産性が向上す
る。
【００５５】
　また、このようにして上記光硬化型樹脂に光を照射して光硬化させた後、波長３００（
ｎｍ）以下の遠紫外線を照射すれば、光硬化型樹脂表面の反応が促進されて、光硬化型樹
脂の硬化速度が速くなり、生産性が向上する。これと同時に光硬化型樹脂表面の動摩擦係
数が低下し、光透過層表面に光学ピックアップ等が衝突した場合の傷の発生が抑えられ、
信頼性が更に高まる。
【００５６】
　カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂としては、上述のビスフェノールＡ系
エポキシ樹脂の他に、化６に示すような構造を有するビスフェノールＡＤ型エポキシ樹脂
も挙げられる。
【００５７】
【化６】
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【００５８】
　上記ビスフェノールＡ系エポキシ樹脂は、常温下においても粘度が高く、光透過層を形
成しようとする場合には、通常のスピンコート装置での塗布が難しく、特殊な塗布装置が
必要となってしまう。
【００５９】
　このビスフェノールＡ系エポキシ樹脂に各種反応性希釈液を混入して使用することも考
えられるが、このようにすると、粘度は抑えられるものの、光透過層自体の特性も劣化し
てしまい、好ましくない。
【００６０】
　上記ビスフェノールＡＤ型エポキシ樹脂はこれらの不都合を解消したものであり、残留
塩素が少なく、品質が安定している。また、当然のことながら、反応による収縮が小さく
、揮発分を発生しない。さらに、２５（℃）における粘度が３０００～４０００（ｍＰａ
・ｓ）であり、低粘度であるため、光透過層形成時の作業性も良好である。さらには、非
晶質であり、保存性も良い。
【００６１】
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　また、ビスフェノール系樹脂の希釈剤として、環状脂肪族系樹脂が好ましく例示される
。この環状脂肪族系樹脂は粘度が低く、エポキシ当量が小さく、取り扱いが容易である。
また、分子中に芳香環を含まないので変色しにくい。すなわち、４００～８００（ｎｍ）
の波長領域において高い透過率を実現することが可能である。
【００６２】
　このように環状脂肪族系樹脂を含み、カチオン重合反応により硬化されるビスフェノー
ル系樹脂としては、スリーボンド社製の３１Ｘ０２８（商品名）が例示される。この樹脂
を１００（μｍ）の厚さで塗布した塗膜の透過率を図２に示す。
【００６３】
　図２を見て明らかなように、波長４００（ｎｍ）以上の光に対して９０（％）以上の透
過率を示し、情報の再生或いは記録再生に波長４００（ｎｍ）付近の光である青色半導体
レーザ光が十分使用可能であることがわかる。すなわち、上記環状脂肪族系樹脂はビスフ
ェノール系樹脂の希釈剤として好適であることが確認された。
【００６４】
　なお、上記スリーボンド社製の３１Ｘ０２８（商品名）は、硬化剤との反応性において
、アミンとの反応性は良好ではないものの、酸無水物とは良好に反応する。また、この樹
脂は低分子量でかつ環状構造を有するため、これを硬化すれば、架橋密度の高い硬質の硬
化物が得られ、高温特性に優れている。
【００６５】
　すなわち、このような環状脂肪族系樹脂を含み、カチオン重合反応により硬化されるビ
スフェノール樹脂により光透過層を形成するようにしても、十分実用可能である。
【００６６】
　なお、上述の例においては、光透過層の少なくとも一部が、カチオン重合反応により硬
化される光硬化型樹脂よりなる光記録媒 製造方法について示したが、本発明を適用し
た光記録媒 製造方法としては、光透過層が、反射膜側にラジカル重合反応により硬化
される光硬化型樹脂よりなる厚さ１～１００（μｍ）の第１の層が配され、その上にカチ
オン重合反応により硬化される光硬化型樹脂よりなる厚さ２～１７６（μｍ）の第２の層
が積層して配される合計の厚さが３～１７７（μｍ）の積層膜とされている光記録媒
製造方法も挙げられる。
【００６７】
【実施例】
　次に、本発明の効果を確認するべく、以下に示すような実験を行った。
【００６８】
　
　本実験例においては、基板上にカチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂よりな
る光透過層を形成した場合のスキューに対する影響を調査した。
【００６９】
　すなわち、厚さ１．２（ｍｍ）でデジタルオーディオディスクと同等の直径を有する円
盤状のポリカーボネートよりなる基板上に、カチオン重合反応により硬化される光硬化型
樹脂を厚さ５０（μｍ）で均一に塗布し、光硬化して光透過層として光ディスクを形成し
、光ディスク全体のスキューの変化を調査した。
【００７０】
　上記光硬化型樹脂としては、スリーボンド社製の３１０２（商品名）を使用した。そし
て、光ディスクのスキューは、ディスク半径３５（ｍｍ）と５０（ｍｍ）の位置において
、光透過層形成直後、温度６０（℃），相対湿度９０（％ＲＨ）の環境下で９６時間放置
した後に測定した。また、比較のために、基板自体のスキューも測定することとした。結
果を表１に示す。
【００７１】
【表１】
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【００７２】
表１の結果を見てわかるように、基板上に光透過層を形成することにより、スキューは、
ディスク半径３５（ｍｍ）の位置で＋０．００°、ディスク半径５０（ｍｍ）の位置で＋
０．０６°の増加を示している。また、所定の環境下での放置後のスキューを見ると、デ
ィスク半径３５（ｍｍ）の位置で＋０．０６°、ディスク半径５０（ｍｍ）の位置で＋０
．０３゜の増加を示している。
【００７３】
　すなわち、上記のような材料により光透過層を形成すれば、光硬化時の収縮が抑えられ
、光記録媒体全体のスキューが小さく抑えられ、良好な信頼性が確保されることが確認さ
れた。さらには、上記のような材料により光透過層を形成すれば、光透過層に経時変化も
起こりにくく、良好な信頼性が確保されることが確認された。
【００７４】
　また、これらのことから、上記のような材料を使用して光透過層を形成するようにすれ
ば、基板のスキューが０°程度であれば、光透過層を形成しても光記録媒体全体のスキュ
ーは＋０．２°以内に抑えられ、且つ経時変化を考慮してもスキューは＋０．２°以内に
抑えられ、十分実用に耐え得る特性が確保されることが確認された。
【００７５】
　すなわち、本発明を適用すれば、光透過層の収縮が抑えられ、光記録媒体全体のスキュ
ーが小さく抑えられ、良好な信頼性が確保されることが確認された。
【００７６】
　
　本実験例においては、基板上にラジカル重合反応により硬化される光硬化型樹脂よりな
る第１の層とカチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂よりなる第２の層よりなる
積層膜である光透過層を形成した場合のスキューに対する影響を調査した。
【００７７】
　すなわち、厚さ１．２（ｍｍ）でデジタルオーディオディスクと同等の直径を有する円
盤状のポリカーボネートよりなる基板上に、ラジカル重合反応により硬化される光硬化型
樹脂よりなる厚さ４（μｍ）の第１の層が配され、その上にカチオン重合反応により硬化
される光硬化型樹脂よりなる厚さ３６（μｍ）の第２の層が積層して配される合計の厚さ
が４０（μｍ）の積層膜である光透過層を形成して光ディスクとし、光ディスク全体のス
キューを調査した。上記第１の層及び第２の層はそれぞれの光硬化型樹脂を塗布した後、
光硬化して形成すれば良い。
【００７８】
　上記第１の層を形成する光硬化型樹脂としては、ソニーケミカル社製のＳＫ－３１００
（商品名）を使用し、第２の層を形成する光硬化型樹脂としては、スリーボンド社製の３
１０２（商品名）を使用した。カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂の中には
、金属または記録膜を腐食させやすい材料もある。このように、ラジカル重合反応により
硬化される光硬化型樹脂との２層構造とすれば、上記のような現象を防止することが可能
である。
【００７９】
　そして、光ディスクのスキューは、ディスク半径３５（ｍｍ）と５０（ｍｍ）の位置に
おいて、光透過層形成直後、温度６０（℃），相対湿度９０（％ＲＨ）の環境下で９６時
間放置した後に測定した。また、比較のために、基板自体のスキューも測定することとし
た。結果を表２に示す。
【００８０】
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【表２】
　
　
　
　
　
　
【００８１】
　表２の結果を見てわかるように、基板上に光透過層を形成することにより、スキューは
、ディスク半径３５（ｍｍ）の位置で＋０．００°、ディスク半径５０（ｍｍ）の位置で
＋０．０４°の増加を示している。また、所定の環境下での放置後のスキューを見ると、
ディスク半径３５（ｍｍ）の位置で－０．０６°、ディスク半径５０（ｍｍ）の位置で－
０．０９°の減少を示している。
【００８２】
　このような放置後のスキューの変化は、カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹
脂に収縮等の変化が発生したのではなく、ラジカル重合反応により硬化される光硬化型樹
脂に伸張が発生したためである。ここで使用しているラジカル重合反応により硬化する光
硬化型樹脂であるソニーケミカル社製のＳＫ－３１００（商品名）は、ウレタンアクリレ
ート系樹脂である。このウレタンアクリレート系樹脂はガラス転移点温度が低く、上記放
置条件のような高温多湿の環境下では伸張してしまう傾向にあるため、上記のような伸張
が発生する。そこで、確認のために、上記の基板と同様の基板上に、このソニーケミカル
社製のＳＫ－３１００（商品名）よりなる厚さ４（μｍ）の光透過層を形成し、同様にス
キューを調査したところ、同様の結果が得られた。
【００８３】
　すなわち、上記のように光透過層を積層膜としても、光硬化時の収縮が抑えられ、光記
録媒体全体のスキューが小さく抑えられ、良好な信頼性が確保されることが確認された。
さらには、上記のように光透過層を積層膜としても、光透過層に経時変化が起こりにくく
、良好な信頼性が確保されることが確認された。
【００８４】
　また、これらのことから、上記のように光透過層を積層膜として形成するようにした場
合、基板のスキューが０°程度であれば、光透過層を形成しても光記録媒体全体のスキュ
ーは＋０．４°以内に抑えられ、十分実用に耐え得る特性が確保されることが確認された
。
【００８５】
　従って、本発明を適用すれば、光透過層の収縮が抑えられ、光記録媒体全体のスキュー
が小さく抑えられ、良好な信頼性が確保されることが確認された。
【００８６】
　
　本実験例においては、カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂を光硬化した後
の処理条件が光硬化型樹脂の表面の硬度に及ぼす影響について調査した。
【００８７】
　すなわち、実験例１で使用した基板の上にカチオン重合反応により硬化されるエポキシ
系樹脂であるスリーボンド社製の３１Ｘ－０２８（商品名）を塗布し、これを光硬化させ
た後、２０（℃）の雰囲気中に放置したサンプル１、同じく光硬化後、８０（℃）の雰囲
気中に放置したサンプル２、同じく光硬化後、遠紫外線を１（Ｊ／ｃｍ 2  ）の強さで照射
したサンプル３を作成し、これらサンプル１～３において、所定の処理を行った時間と光
硬化型樹脂表面の鉛筆硬度の関係を調査した。
【００８８】
　結果を図３に示す。図３中横軸は所定の処理を行った時間を示し、縦軸は鉛筆硬度を示
し、図３中○はサンプル１の結果を示し、図３中◎はサンプル２の結果を示し、図３中□
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はサンプル３の結果を示す。
【００８９】
　サンプル１～３の何れにおいても所定の処理をさらに続ければ、最終的な鉛筆硬度はＦ
となる。しかしながら、図３中のサンプル１及びサンプル２の結果を見て明らかなように
、光硬化後の放置温度条件が比較的高温であるサンプル２の方がサンプル１よりも硬化が
速く進んでいる。
【００９０】
　これは、下記式１に示すアレニウスの速度と温度との関係で表される。
【００９１】
ｋ＝Ａｅｘｐ（－Ｅ／ＲＴ）・・・（式１）
（ｋ：速度定数、Ａ：頻度因子、Ｅ：活性化自由エネルギー、Ｒ：気体定数、Ｔ：絶対温
度）
　この式から温度を高くして保存すれば、硬化速度が速くなり、その温度が高ければ高い
ほど、硬化速度が速くなることがわかる。すなわち、このように光硬化後に加熱すると、
製造タクトタイムが短縮されて、生産性の向上につながる。しかしながら、この温度は光
硬化型樹脂のガラス転移点温度を越えてはならず、基板の熱変形温度も越えてはならない
。基板形成材料としては、デジタルオーディオディスクやＤＶＤの基板を形成しているポ
リカーボネート等が挙げられるが、このポリカーボネートの熱変形温度は１００（℃）程
度であり、この温度以下で放置する場合には特に不都合は生じないと思われる。
【００９２】
　すなわち、本発明を適用し、光透過層を形成する光硬化型樹脂に光を照射して光硬化さ
せた後、２０～１００（℃）の雰囲気中に保存すれば、光硬化型樹脂の硬化速度が速くな
り、光記録媒体の生産性が向上することが確認された。
【００９３】
　また、図３を見て明らかなように、サンプル３においては、８０（℃）の温度下で放置
したサンプル２よりも硬化速度が速く、４５分後には完全に硬化している。これは、以下
のような理由によると思われる。遠紫外線の光源としては、低圧水銀ランプが一般的に使
用されるが、このランプの波長は２５４（ｎｍ）と１８５（ｎｍ）であり、その輝線エネ
ルギーはそれぞれ４７１（ｋＪ／ｍｏｌ）と６４７（ｋＪ／ｍｏｌ）である。一方、エポ
キシ系樹脂の連鎖反応に関わる官能基であるエポキシ基のＣ－Ｏ結合の化学結合エネルギ
ーは３５３（ｋＪ／ｍｏｌ）である。すなわち、これらの結合を切断するのに遠紫外線は
非常に有効であり、切断されたエポキシ基は、次々に反応して硬化していき、硬化速度が
非常に速くなる。
【００９４】
　従って、本発明を適用し、光透過層を形成する光硬化型樹脂に光を照射して光硬化させ
た後、波長３００（ｎｍ）以下の遠紫外線を照射すれば、光硬化型樹脂表面の反応が促進
されて、光硬化型樹脂の硬化速度が速くなり、光記録媒体の生産性が向上することが確認
された。
【００９５】
【発明の効果】
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以上詳細に説明したように、本発明は、厚さ０．３～１．２（ｍｍ）の基板の一主面上
に少なくとも反射膜を形成し、その上に厚さ３～１７７（μｍ）の光透過層を形成する光
記録媒体の製造方法であって、上記光透過層の少なくとも一部を、カチオン重合反応によ
り硬化されるエポキシ樹脂を含有する光硬化型樹脂を配し、これに光を照射して光硬化を
させた後に、波長３００（ｎｍ）以下の遠紫外線を照射して上記光硬化型樹脂の表面の反
応を促進させるようにしたことで、カチオン重合反応により硬化される光硬化型樹脂は、
重合に伴う容積収縮が抑えられ、光記録媒体全体のスキューが著しく改善され、また、光
硬化型樹脂の表面の反応が促進されて硬化速度が速くなり、生産性が向上すると共に、表
面の動摩擦係数が低下して、光透過層表面に光学ピックアップ等が衝突した際の傷の発生
が抑えられ、信頼性の向上した光記録媒体を製造することができる。



【００９６】
　また、本発明は、

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る光記録媒体を示す要部概略断面図である。
【図２】　波長と透過率の関係を示す特性図である。
【図３】　時間に対する鉛筆硬度の変化を示す特性図である。
【符号の説明】
　１　基板、１ａ，５ａ　一主面、２　凹部、３　反射膜、４　記録膜、５　光透過層
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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上記光透過層が、ラジカル重合反応に光硬化型樹脂を形成して硬化し
た後、その上にカチオン重合反応により硬化されるエポキシ樹脂を含有する光硬化型樹脂
を配し、これに光を照射して光硬化をさせるようにしたことで、カチオン重合反応により
硬化される光硬化樹脂材料の中には、金属または記録膜を腐食させやすい材料もあるが、
その場合、金属または記録膜にはラジカル重合反応より硬化される光硬化樹脂が接するの
で、腐食の問題を防止することができる。
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